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Teknologi implantasi 1on adalah snatn proses pencangkokan ion-ion tertentu ke permukasn
benda kesja, dengan cara pengionan atom-alom, mempercepat dan menembakian ion-ion
tersebut pada material sasaran Parameter yang berpengarvh terhadap hasil akhir adalah
jenis ion vang ditembakkan | anergi, dosis ion, dan jenis material sasaran

Dalam pepelitian i1 telah dilakukan implaptast ton Adaminiwm {48} ke permukaan
tembage (Ca) untuk berbaga: dosis jon Aluminium pada energt 100 keV. Tujuan utama
dar: penelitian ini adalah untuk meningkatkan ketahanan lelah bahan tembaga .

Keberhasilan proses ini dinji dengan nji kelelahan, uji struktor mikro {metalografi),
kekerasan mikro dan uji analiss wnsur. Dari pengujian yang telah dilaladkan diperoieh hasil
prosentase peningkatan Retabanan lelsh maksismun sebesar 712849% vaitn pada fegangam
18,86 kg/mmz dan siklus 3.996.300 siklus, vang dicapai pada implantasi ion desis ion
13,435 x 10" ion‘cod’, Sedangksn kekerasannyz juga meningkat 25,58% vaitu dari 129
keg/mm® meningkat menjadi 162 kg/mm’ Sedanghan dengsn analisa metalografi dengan
mikroskop optik tidak teramati adanya perubahan struktur mikro, hal ini disebabkan karena
kedalaman peneirasi ion Aluminium kedalam {embaga sangat davghal vaily dalam orde
Angstrom, padahal pembesaran mikroskop optik sangat ferbatas.




	Intisari

